UV

Curing System

O mais potente sistema UV de
baixo consumo de energia para
impressoras de banda estreita




Cabecote de lampada UV E2C

Lampada de alto rendimento

Refletor de perda minima

Perfil de radia¢do UV sintonizado
opticamente

Refletor ativamente resfriado

Calor absorvido

Menor manutencao

e Projetado para trocas de lampadas mais rapidas
e faceis

¢ Todos 0s componentes substituiveis s&o
plug-and-play para facilitar a manutencéo

* O caminho de fluxo de ar ativo patenteado
minimiza o consumo e a contaminacao da
lampada e dos refletores: é necessaria menos
limpeza para manter o desempenho de cura

O mais poderoso

sistema UV de baixa
energia para impressoras
de banda estreita

Cura UV GEW E2C

e Versatil, controlavel e seguro para a mais ampla gama de materiais
sensiveis ao calor

¢ Tecnologia patenteada de obturador com resfriamento ativo a ar

e Nenhuma transferéncia de calor para a maquina ou substrato em
stand-by

e Refletores opticamente ajustados maximizam o efeito de cura das
lampadas

¢ O resfriamento a ar agora é mais eficaz que o resfriamento a 4gua
e Suporta as velocidades de impressdo mais rapidas
e Dosagem mais alta + intensidade mais alta = cura maxima

e Pronto para LED: com um compartimento de lampada hibrido,
um cassete de LED e um cassete de lampada de arco podem ser
usados de forma intercambidvel na mesma unidade de impressao

Especificacdo

Poténcia elétrica maxima 140W /cm
Espectro Mercurio**
Irradiancia no ponto focal 5.8W /cm?*
Dose tipica @ 100m / min 125mJ) / cm?*
Comprimento maximo 60cm

Secao transversal padrao 110mm W x 190mm H

Resfriamento Ar

Temperatura operacional 40°C (104°F)

méaxima padrao
Umidade méaxima padrao Sem Condensagao

*Medido sob condicoes de laboratorio GEW padrao com configuracao de cabecote de lampada padrao.
** Variantes de lampadas disponiveis mediante solicitacdo
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Beneficios do sistema

Pronto para LED

e Atualize facilmente para cura LED UV no futuro
usando a mesma fonte de alimentacdo hibrida RHINO
ArcLED

Menor custo total de propriedade

® 45% de economia de energia

e Economize dezenas de milhares de euros ou dolares
durante a vida util da sua maquina

e Reducdo do consumo de ar da planta

Medida de sustentabilidade facilmente
implementada

* Reducdo imediata de CO,

* Operacao fria e silenciosa, sem necessidade de
resfriamento caro a 4gua

e Elimine todo o consumo de ar ambiente processado
com a opcao de resfriamento NetZero

Garantia de 5 anos

e Salvaguardas contra custos de manutencdo nao
planejados

Produtividade maxima da maquina

e Tecnologia de lampada de inicio rapido

e O sistema evita proativamente o tempo de inatividade
nao planejado

e Cura consistente e em alta velocidade

* Rapido de instalar

Disponivel com cura em atmosfera inerte

e Permite a producao de revestimentos removiveis de
silicone e embalagens de alimentos

e Consisténcia do processo garantida com controle de
nivel de oxigénio de precisao integrado

e Solucdes totalmente projetadas para atender sua
aplicacao especifica

Opcoes

e Lampadas com adicdo de (Fe, Ga)

e Personalizacdo para atender aplicacoes especializadas
e Monitoramento UV multiponto

Por que usar GEW
E2C?

¢ O sistema de cura UV refrigerado a ar mais
popular do mundo — mais de 30.000 unidades
instaladas (unho de 2022)

e Oferece desempenho de cura incomparavel
devido ao design patenteado e ultraeficiente do
refletor

e Suporta impressao na mais ampla variedade
de materiais sensiveis ao calor devido aos
refletores ativamente resfriados a ar
que reduzem a transferéncia de calor para o
substrato

¢ Maxima confiabilidade, comprovada desde a
primeira instalacao em junho de 2012

ArcLED Hibrido LED+UV

Os cassetes ArcLED podem ser trocados de forma rapida
e facil; apenas uma ferramenta de chave hexagonal é
necessaria

A tecnologia UV hibrida ArcLED
permite a troca de uma lampada UV
Arc ou conjunto de LED na mesma
caixa.

Otimize sua impressora com uma mistura
de Arc e LED em qualquer estacdo, para
maxima flexibilidade.



Relaxe... vocé estd em
boas maos

Servico de monitoramento remoto GEW
O monitoramento remoto é uma

Q tecnologia loT incluida como
padrdo em todos os sistemas
o O GEW RHINO/RLT UV e é
o ° aprovada pela Industria 4.0.

Todos esses sistemas sdo
monitorados continuamente
para garantir que estejam
operando com eficiéncia
maxima, 24 horas por dia, 7
dias por semana, 365 dias por
ano.

Isto também permite que a GEW forneca a resposta de
servi¢o mais rapida e precisa do setor.

Relatérios de desempenho do sistema

O Event Log registra continuamente o uso do sistema
e relatorios regulares sdo gerados para o cliente,
detalhando o uso de energia, a produtividade da
impressora e o desempenho do sistema.

Sede

...engineering UV

RHINO power

Poténcia compacta e a prova de falhas

As unidades de energia RHINO e RLT podem fornecer até
12 lampadas UV a partir de um gabinete compacto com
area util de 1265 mm x 800 mm.

As fontes de alimentacao sdo projetadas para funcionar
em temperaturas ambientes de até 40°C e sao
protegidas contra variagdes comuns de energia da rede
elétrica (por exemplo, curto-circuito com a terra, quedas
de rede) por um modo de desligamento seguro, para
operacao ultra-confiavel.

Garantia de 5 anos disponivel

O uso do pacote de servicos integrado da
GEW proporciona total confianga
na confiabilidade da eletrénica de
poténcia da GEW e minimiza custos

> de manutencdo néo planejada. A
GEW é o unico fornecedor de UV que
oferece este nivel de garantia para todo o
sistema.
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